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摘要  为了提高电化学制取Cu2O的产品质量，本文探讨了电化学法制备的Cu2O产品中金属铜杂质的来源、产

生机理和消除方法. 结果表明，金属铜来源于阴极副反应：Cu2O + H2O + 2e = 2Cu0 + 2OH–；分别采用

K2Cr2O7和隔膜来减少杂质的形成，均取得了较好的效果. 
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